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Abstract (en)
Providing a process for recovering argon in a low temperature decomposition. <??>Process for recovering argon in a low temperature decomposition
comprises: <??>(a) feeding an argon-rich oxygen fraction (25) into a first rectification section (26, 28); <??>(b) introducing an oxygen-deficient
gas (32) from the first rectification section into a second rectification section (29); and <??>(c) removing crude argon from the second rectification
section; an oxygen fraction deficient in volatile components being removed from an intermediate point of the first rectification section and fed to
a pure oxygen column (49), and pure oxygen being removed from the pure oxygen column. <??>An Independent claim is also included for an
apparatus for recovering argon in a low temperature decomposition. <??>Preferred Features: The first rectification section is arranged in a first
container and a second container. The argon-enriched oxygen fraction is fed to the first container and then to the second container from the upper
region of the first container. A liquid fraction (36) is removed from the lower region of the second container and a first partial stream of the liquid
fraction is injected into the upper region of the first container as run-back liquid. The oxygen fraction deficient in volatile components which is fed to
the pure oxygen column consists of a second partial stream of the liquid fraction from the second container.

Abstract (de)
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Gewinnung von Argon und hoch reinem Sauerstoff durch Tieftemperatur-Zerlegung. Eine
argonangereicherte Sauerstofffraktion (25) wird in einen ersten Rektifizierabschnitt (26, 28, 426, 455) eingeleitet. Ein sauerstoffabgereichertes Gas
(32) aus dem ersten Rektifizierabschnitt wird in einen zweiten Rektifizierabschnitt (29) eingeleitet und dort weiter an Sauerstoff abgereichert. Aus
dem zweiten Rektifizierabschnitt (29) wird Rohargon (43) entnommen. Von einer Zwischenstelle des ersten Rektifizierabschnitts (26, 28, 426, 455)
wird eine an schwererflüchtigen Bestandteilen abgereicherte Sauerstofffraktion (36, 38, 48, 436) entnommen und in eine Reinsauerstoffsäule (49)
eingeleitet. Aus der Reinsauerstoffsäule (49) wird hoch reiner Sauerstoff (50) entnommen. <IMAGE>
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